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Technologia Osadzania Warstw Atomowych (ALD) wprowadzona zostata 40 lat temu. Na
poczatku zastosowano ja do osadzania cienkich warstw potprzewodnikowych i
dielektrycznych w wyswietlaczach elektroluminescencyjnych. Nastepnie firma Intel uzyta
ALD do osadzania ultra cienkich warstw tlenkowych w tranzystorach polowych.

W referaciec omowione zostang najnowsze zastosowania tej technologii badane w Instytucie
Fizyki PAN w Warszawie — od nowej generacji pamigci potprzewodnikowych do zastosowan
w biologii i medycynie warstw o dziataniu blokujagcym rozwoj bakterii. Te zastosowania sa
szczegoblnie istotne biorac pod uwage pojawienie si¢ generacji bakterii odpornych na dostgpne
antybiotyki. Kolejne nowe zastosowania obejmuja blokowanie wilgoci (stabilizacja warstw
ktore nie sg odporne na wilgoc¢), warstwy antystatyczne i warstwy regulujace bilans cieplny w
pomieszczeniach.

Krotko powiem takze o naszych pracach (wspolnie z grupg z SGGW) nad markerami
Nnowotworow.

Badania omdéwione w referacie wspoHinansowane sa ze $rodkdw Narodowego Centrum
Nauki (DEC-2012/06/A/ST7/00398).



